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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов. Часть 29. 
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олова(II) из растворов с использованием тиокарбамида  

и тиоацетамида 
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Аннотация  
Расчетом ионных равновесий с использованием термодинамических констант в системах 

“хлорид олова − аммиак − тиокарбамид” и “хлорид олова − винная кислота − цитрат натрия − тиоацет-
амид” определены граничные условия образования SnS и его гидроксида с учетом кристаллиза-
ционного фактора при 298 K. Экспериментально показана возможность получения гидрохимическим 
осаждением тонких пленок SnS из рассмотренных систем. Благодаря растровой электронной 
микроскопии выявлены изменения поверхностной микроструктуры пленок от температуры и вида 
использованного халькогенизатора. По данным энергодисперсионного микроанализа показана несте-
хиометричность тонких пленок по содержанию серы, не превышающая 2.3 ат.%. 

 


